Sociedade Brasileira de Quimica (SBQ)

Estudo do sistema Pt-Rh,s..-Hg frente a cobre eletrodepositado

José R. Turquetti'(PG)*, Gisele C. Becher Ribas' (PG), Fernando L. Fertonani'(PQ)

"Depto de Quimica Analitica, Instituto de Quimica de Araraquara/UNESP; R. Prof. Francisco Degni s/n, Araraquara-

SP.
Jjricardo_tur@iq.unesp.br
Palavras Chave: Platina, eletrodo modificado, Cobre.

Introducao |

As reagbes dos metais Pt, Rh e Ir puros bem como
suas ligas Pt-Ir, Pt-Rh e Pt-Rh-Ir nas diversas
proporcoes frente ao Hg vem sendo estudados em
nosso laboratério recentemente.  Substratos
metdlicos de Pt-Rhyse, modificados com Hg tem
apresentado resultados interessantes quando
aplicados no estudo do  comportamento
eletroquimico em solugdes contendo Cu(ll).
Resultados preliminares mostraram que o eletrodo
de Pt-Rhse, modificado com Hg é
eletroquimicamente estavel e propicia a deposigéo e
redissolugdo de ions Cu(ll), em amostras padroes,
na condi¢do de sub-potencial e na fase metalica. Os
resultados, indicaram, também, comportamentos
eletroquimicos similares entre amostras padrdes de
solugdes contendo Cu(ll) e amostras de residuo
sélido proveniente de industria galvénica tratados
por HNO;. O presente trabalho objetiva o estudo do
comportamento eletroquimico de amostras do
eletrodo de Pt-Rhis-Hg em solugbes contendo
Cu(ll) e a caracterizagdo substrato de Pt-Rhise-
Hg/Cu por meio de analises de superficie.

Resultados e Discussao |

Foram obtidos VC para concentragdes crescentes
de Cu(ll) empregando-se os eletrodos de: 1-
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Figura 1- VC obtidos para solugéo de Cu(ll) sobre o
eletrodo Pt-Rhyss,-Hg (0,20 > Cgygy > 2,8) mmol L;
v=0,05Vs".

Os resultados de mapeamento de elementos e de
imagens SEM (Figura 2) permitiram observar o
aumento superficial da rugosidade e a distribuicdo
homogénea de um filme de Cu metalico.

Figura 2- Imagem SEM e mapeamento de
elementos para o sistema Pt-Rhys,-Hg/Cu.
a) Imagem SEM do eletrodo de Pt-Rhyse-Hg; b)
Imagem SEM eletrodo de Pt-Rhyse-Hg/Cu; c)
Mapeamento de Cu sobre o eletrodo de Pt-Rhise-
Hg/Cu.

Referéncia de Ag/AgCl, KNOysq; 2- Auxiliar de Pt

(A = 1 cm?); 3- Trabalho de Pt-Rhys,,-Hg. Os VC e
0s revelaram a presenca de 3 picos na varredura
catodica atribuidos a: 1- pico A: deposicao de Cu na
condicdo de sub-potencial; 2- pico B: reducido de
Cu(ll) presente na forma de complexos aquosos; 3-
pico C: deposicdo efetiva de Cu sobre o substrato
de Pt-Rhys,-Hg € ainda, revelou a presenca de dois
picos na regido anodica de potenciais atribuidos a:
1- pico D: atribuido a oxidagdo do Cu depositado na
fase volume; 2- pico G: oxidacado do Cu depositado
na condi¢cédo de sub-potencial como apresentados na
Figura 1. Amostras de Pt-Rhys,-Hg/Cu foram
obtidas apos deposigcao efetiva de Cu metalico (E=-
0,2V e | = 0A) e submetidas a analises de superficie.
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Os resultados de VC sugerem a deposigcao na
condicdo de sub-potencial e efetiva de Cu sobre o
substrato metélico em estudo e os resultados de
andlises de superficie revelaram o aumento da
rugosidade da superficie quando comparado aos
resultados obtidos para o substrato de Pt-Rhyse,-Hg
e a distribuicao uniforme do filme de Cu.
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